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研究では、薄膜化技術として、製膜後の処理手法「蒸気浸透処理法J (Chapter 2-4) と新規合成手法「気相合成法」












































第 6 章では、両親媒性ブ、ロック共重合体を用いてテンプレート薄膜を気相合成すると、新規な 2 次元ケージ状細孔
構造を有するシリカ薄膜が得られることを見出した。また、出発溶液のテンプレートの濃度によって膜厚および周期
層数を制御することが可能であることを示し、単層メソポーラスシリカ薄膜の合成に世界で初めて成功している。
第 7 章では、得られた結果の総括とともに蒸気浸透処理法および気相合成法の応用面での利点について述べている。
本論文は、次世代無機ナノ構造多孔質材料への要求を見越して、高い機械的強度と規則正しいナノ構造を有する薄
膜の合成技術の確立に大きく寄与するとともに、無機有機ハイブリッド材料の合成法としても先駆的内容を有してお
り、博士(工学)の価値があるものと認める。
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